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w RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 
SUR LA BREVETABILITE 



Demande internationale n° 
PCT/FR2004y050433 



Case No. i Base du rapport 



1 . En ce qui concerne la langue, le present rapport est 6tabli sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a et§ d6pos§e, sauf indication contraire donn6e sous ce point. 

□ Le present rapport est etabli sur la base de traductions realisees & partir de la langue d'origine dans la 
langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1 .b)) 

□ la publication de la demande internationale (selon la regie 12.4) 

□ I'examen pr6liminaire international (selon la rfegle 55.2 ou 55.3) 

2. En ce qui concerne les elements* de la demande internationale, le present rapport est Stabli sur la base des 
Elements suivants (les feuilles de remplacement qui ont et6 remises & I'office r6cepteur en r£ponse a une 
invitation faite conform$ment & I'article 14 sont consid£r6es dans le present rapport comme "initialement 
deposees et ne sont pas jointes en annexe au rapport.) : 



Description, Pages 

1 " 9 telles qu'initialement deposees 

Revendications, No. 

t-" 10 telles qu'initialement deposees 

Dessins, Feuilles 

1#-4/4 telles qu'initialement deposees 

□ En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
supplementaire relatif au listage de la ou des sequences. 

3. □ Les modifications ont enframe I'annulation : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (prSciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

4. □ Le present rapport a <§te etabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6t<§ considerees 
comme allant au-dela de l'expos§ de Invention tel qu'il a et6 depose, comme il est indique dans le cadre 
supplementaire (r§gle 70.2.c)). 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

*^ Si le „ cas visS au point 4 s' applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvenfc 
etre revetues de la mention "remplace" . 
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Cadre n° V Declaration motivee selon l?article 35.2) quant a la nouveaute, I?activite inventive et la 
possibilite d?application industrielle; citations et explications a l?appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaut§ 


Oui: 


Revendications 


1-10 




Non: 


Revendications 




Activity inventive 


Oui: 


Revendications 


4,6,8-10 




Non: 


Revendications 


1-3,5,7 


Possibilite d'application industrielle 


Oui: 


Revendications 


1-10 




Non: 


Revendications 





2. Citations et explications (r&gle 70.7) : 
voir feuille separee 



Cadre n° VIII Observations relatives a la demande internationale 



Les observations suivantes sont faites au sujet de la clart6 des revendications, de la description et des dessins et 
de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description : 

voir feuille separee 
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Demande internationale n° 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 



II est fait reference aux documents suivants : 



D1 : RUCHHOEFT P ET AL: "Patterning curved surfaces: Template generation by 
ion beam proximity lithography and relief transfer by step and flash imprint 
lithography" JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: PART B, 
AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 17, no. 6, 
novembre 1999 (1999-1 1), pages 2965-2969, XP002206574 ISSN: 0734-21 1X 
D2: US 2003/1 04287 A1 (YUASA MITSUHIRO) 5 juin 2003 (2003-06-05) 
D3: DE 199 13 683 A1 (INSTITUT FUER MIKROELEKTRONIK STUTTGART 

STIFTUNG DES OEFFENTLICHEN REC) 25 novembre 1999 (1999-11-25) 
D4: US-B1 -6 41 6 908 (JAIN KANTI ET AL) 9 juillet 2002 (2002-07-09) 
D5: ROGERS J A ET AL: "Printing, molding, and near-field photolithographic 

methods for patterning organic lasers, smart pixels and simple circuits" SYNTH. 
MET. (SWITZERLAND), SYNTHETIC METALS, 1 NOV. 2000, ELSEVIER, 
SWITZERLAND, vol. 1 15, no. 1-3, 1 novembre 2000 (2000-1 1-01), pages 5-1 1 , 
XP002279750 ISSN: 0379-6779 
D6: US-B1 -6 375 870 (VISOVSKY NICK J ET AL) 23 avril 2002 (2002-04-23) 
D7: US-A-5 281 51 1 (GERHARDT JOERGEN) 25 janvier 1 994 (1 994-01 -25) 
D8: EP-A-0 845 71 0 (SCHABLONENTECHNIK KUFSTEIN AG) 3 juin 1 998 (1 998- 
06-03) 

D9: ROOS N ET AL: "Nanoimprint lithography with a commercial 4 inch bond 
system for hot embossing" PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING SPIE-INT. SOC. 
OPT. ENG USA, vol. 4343, 2001, pages 427-435, XP002317296 ISSN: 0277- 
786X 



La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans I'article 33(1) PCT, 
I'objet de la revendication independante 1 n'impliquant pas une activite inventive telle que 
definie par Particle 33(3) PCT. 
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Document D1 decrit un procede pour la formation d'un masque d'embossage caract6rise 
par la surface courbe du dit masque. L'original utilise pour definir la structure en relief sur 
ce masque est un masque standard utilise dans les precedes de lithographie a particules 
chargees. Un tel masque est constitue d'une membrane plane comprenant des trous par 
lesquels passent les particules. L'image des trous est ainsi transf6re (reporte) dans une 
resine photosensible sur la surface courbe. Ulterieurement la surface est gravee en 
utilisant le motif en resine comme masque de gravure. 

Ce document comprend done les elements suivants de la premiere revendication: 

- un masque de lithographie courbe est produit (du type "soft lithography") 

- un motif est realise sur un premier masque plan 

- un report de ce motif sur un substrat courbe a lieu - par projection lithographique. 

. La difference entre D1 et le libelle de la 15. revendication consiste en un substrat 
specifique utilise pour le masque plan, a savoir une structure SOI (Silicium sur isolant). 

II faut cependant relever que I'utilisation d'un substrat SOI pour creer des masques a 
membranes fines pour la photolithographique par rayons X ou particules est relativement 
courante. D2 et D3 sont deux documents illustrant I'etat de la technique dans la fabrication 
de tels masques. Meme si D1 reste silencieux sur le type exact de masque utilise il est 
evident pour I'homme de Tart que le procede lui-meme ne depend aucunement du type de 
substrat utilise pour le masque en question et que le choix du SOI est une option evidente 
parmi plusieures alternatives. Une activite inventive ne peut done etre reconnue pour le 
sujet de la revendication 1 . 

Dans la partie VIII de ce rapport le terme "report" est interpr&e de fagon plus detaille, 
Comme le report d'un motif peut se faire de differentes manieres, la revendication 1 n'est 
pas precise et inclut toute une gamme de procedes de report. 

De nombreux procedes classiques d'impression, d'embossage et autres peuvent etre 
mentionnes comme effectuant un report d'image ou de motif selon la methode decrite, si 
on fait abstraction du type de materiau utilise pour realiser le motif initial sur le masque 
plan. Voir a ce sujet les documents D4-D8. 
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Les revendications dependantes 2,3,5 et 7 ne comportent aucun element qui pourrait 
contribuer a etablir une activite inventive, car les elements qui y sont enonces 
correspondent a des standard dans la fabrication des masques en general. 

La revendication 4, particulierement en combinaison avec 3, permet cependant de 
distinguer clairement le procede detaille dans la descripiton de ceux decrit dans Tart 
anterieur, et peut etre utilise pour etablir une activite inventive. Pour I'homme du metier il 
n'est pas evident d'envisager la realisation d'un masque tel que decrit par exemple dans 
D9 et lui conferer par la suite une configuration non plane par transfer!: sur un nouveau 
substrat. La preparation d'un masque courbe avec une resolution elevee par transfert 
physique de Tensemble membrane+motif d'un masque en SOI plan sur un substrat courbe 
est a considdrer comme une alternative non-evidente au systeme propose dans D9. 
Alternativement une revendication independante 1 modifiee devrait specifier la nature 
exacte du report de motif fabrique dans le masque en SOL 

La revendication independante 8 decrit un masque pour lithographie presentant des 
elements structuraux differents des masques decrit dans Tart anterieur, mais semblable 
dans sa structure a celui decrit dans D4, qui est cependant rigide et plan. Un substrat en 
silicium, silice ou nitrure appliqu6 sur un support courbe et portant des motifs n'a pas ete 
decrit dans Tart anterieur. Nouveaute et activite inventive peuvent etre reconnues. 



Concernant le point VIII. 

Le libelle de la revendication 1 est vague et ouvert a de multiples interpetations. 
Le terme "report" peut etre interprets de differentes fagons. II peut s'agir d'un transfert 
materiel d'un motif "solide" d'un support a un autre, ou d'une reproduction sans transfert 
physique de I'original ou avec un transfert d'une partie p.ex superficielle (projection p.ex. 
lithographique, precedes d'impression, utilisation de I'original comme pochoir etc.). 

les motifs (10) de la revendication 8 se referent problablement aux motifs non numerates 
de la Fig.4 et aux elements (22) de la Fig.5 . 

L'interpretation de certaines figures est difficile k cause d'une numerotation peu coherente. 
Selon la Fig.4, Telement "20" indique le masque, alors que selon Fig.5 "20" est une couche 
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du masque. Les motifs qui sont - selon la description- physiquement reportes changent 
d'attribut: de "10" dans Fig.2 et 3 ils passent a "22" par la suite. 

Les unites physiques SI devraient etre utilisees (psi utilise a la P.9.L.18). 
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